（一）有机- 金属真空热蒸发镀膜系统（核心产品）

1. 整体性能

1）蒸镀机能够同时蒸镀4个器件，并且1轮蒸镀（1个run）可实现4种不同器件结构的制备；

2）采用一体式机架，控制部分与真空室集成在一起，可整体移动，采用优质进口铝型材搭建；

3）机架底部安装支撑脚及脚轮，可随意推动；也可撑起地脚固定设备。

2. 样品台

1）可安装4个尺寸32mm*32mm的基片托盘，可真空状态下更换掩膜板，具体12面掩膜图案结构图形根据要求定制，图案可更改；

2）基片盘可旋转，采用伺服电机驱动，旋转速度0-60转/分可调；

3）提供一套掩膜板，图案根据采购人要求设计，样片与掩膜板的配合间隙小于等于0.2mm；

4）样片旋转要求采用磁流体密封，保证密封可靠性；

5）挡板采用磁流体密封，在基片旋转的任意角度均可挡住或打开，通过软件控制。

3. 蒸发源

1）共12组蒸发源，可兼容蒸镀金属和有机材料；源与源之间配有防止交叉污染的防污板；

2）配3套蒸发电源，三套功率0.6KW及以上，一套功率1.4KW及以上，用于蒸发金属和有机材料，可切换到12组蒸发源中任意1组。蒸发源电源具有恒流和恒压二种驱动模式，二者可切换。蒸发电源可以通过软件控制，具体二段或以上升温过程控制，一段降温过程控制，也可以手动控制，此外，蒸发电源还可以通过膜厚仪PID（闭环控制），自动调节蒸发速率；

3）有机和金属蒸发源均带有水冷功能。

4. 膜厚测量系统

1）采用石英晶振膜厚仪在线测量膜厚，可以实时测量蒸发的速度和厚度；

2）一台膜厚仪速率测量显示精度优于0.01A/S，厚度精度优于1A；频率分辨率0.01Hz，可以PC机上操作，带有PID环功能，可通过膜厚仪自动控制蒸镀速率；膜厚仪都可以实现4源共蒸，显示4条曲线。

3）石英晶振探头4个，与膜厚仪同一品牌，匹配性一致，6MHz，采用快速卡扣式结构更换晶振片，避免用螺纹压紧式结构损坏晶振片，采用UBQD密封结构，其中1个带水冷，3个不带水冷。

5. 蒸发腔体

1）腔体采用SUS304不锈钢制作，其内部尺寸约为380×380×530mm；

2）腔体为方形，有前后二个可完全打开的门，一个为滑动式开启，用于连接手套箱，一个为旋转开启或滑动式开启，用于维护清理；

3）腔体内表面采用电解抛光处理，表面精糙度小于等于0.8；外表面采用拉丝抛光，表面精糙度小于等于0.8；整体要求美观，无擦伤及划痕；

4）腔体漏率：整体漏率优于5×10-10Pa.m3/S，保压12小时，压强小于10Pa。

6. 蒸镀真空系统

1）极限真空优于：2.5×10-7torr；

2）主泵抽速不低于720L/S，采用分子泵水平安装，风冷方式；

3）前级泵为机械泵，抽速不低于30m3/h；

4）气动高真空插板阀，通径大于等于150mm；

5）带有旁抽式结构，可不停主泵开启真空室。相关的阀门操作具体互锁保护功能，防止误操作；

6）腔体充氮气，从大气抽至3*10-6torr的时间要求小于15分钟。

7）提供腔体RGA分析报告。

7. 蒸镀软件控制系统

1）采用PLC+PC机控制模式；

2）真空系统的控制分为手动和自动二种模式。自动模式下，根据腔内压强自动执行相关泵、阀的启闭；

3）带有膜厚测量软件，可通过计算机完成膜厚仪的相关操作；

4）带有蒸发电源控制模块，通过软件完成蒸发电源的自动升温、降温，也可手动输入控制数据；

5）带有伺服控制模块，可完成旋转速度，旋转角度，定位角度的控制；可完成更换掩膜板的操作。

（二）金属真空热蒸发镀膜系统

1. 整体性能

1）采用一体式机架，控制部分与真空室集成在一起，可整体移动，采用优质进口铝型材搭建；

2）机架底部安装支撑脚及脚轮，可随意推动；也可撑起地脚固定设备。

2. 样品台

1）样品架夹具可以固定1个100mm x100mm有效蒸镀面积的基片托，可容纳9个尺寸20mm*

20mm的基片。

2）基片盘可旋转，采用伺服电机驱动，旋转速度0-30转/分可调；

3）提供一套掩膜板，图案根据客户要求设计，样片与掩膜板的配合间隙小于0.3mm；

4）样片旋转要求采用磁流体密封，保证密封可靠性；

5）挡板采用磁流体密封，在基片旋转的任意角度均可挡住或打开，通过软件控制；

6）基片盘附近有实时的温度检测。

3. 蒸发源

1）共4组蒸发源，可兼容蒸镀金属和有机材料；源与源之间配有防止交叉污染的防污板；

2）配1套进口可编程直流稳压电源，功率1.4KW及以上，最高升温温度可达1500℃，电流和电压两种驱动加热形式，可精确到0.1A，实现蒸镀速率0.01 A/S的精度显示。

3）有机和金属蒸发源均带有水冷功能。

4. 膜厚测量系统

1）采用进口石英晶振膜厚仪在线测量膜厚，可以实时测量蒸发的速度和厚度；膜厚精度误差在正负0.01A/S；可以显示2个膜厚探头的读数。

2）石英晶振探头2个，为原装进口，带水冷，位于基片盘下方两侧。

5. 蒸发腔体

1）腔体采用SUS304不锈钢制作，其内部尺寸约为300×300×530mm；

2）腔体为方形，有前后二个可完全打开的门，一个为推拉门，用于连接手套箱。一个为旋转开启，用于维护清理；

3）腔体内表面采用电解抛光处理，表面精糙度小于等于0.8；外表面采用拉丝抛光，表面精糙度小于等于0.8；整体要求美观，无擦伤及划痕；

4）腔体漏率：整体漏率优于5×10-10Pa.m3/S，保压12小时，压强小于10Pa。

6. 蒸镀真空系统

1）极限真空优于： 4×10-5pa；

2）主泵抽速不低于700L/S，采用分子泵；

3）前级泵抽速不低于15m3/h；

4）气动高真空插板阀，通径大于等于150mm；

5）带有旁抽式结构，可不停主泵开启真空室。相关的阀门操作具体互锁保护功能，防止误操作；

6）腔体充氮气，从常压抽至5×10-4pa的时间要求不超过15分钟。

7）提供腔体RGA分析报告。

7. 蒸镀软件控制系统

1）采用PLC+触摸屏控制模式；

2）真空系统的控制分为手动和自动二种模式。自动模式下，根据腔内压强自动执行相关泵、阀的启闭；

3）带有膜厚测量控制屏，可通过膜厚仪触摸屏的相关操作；

4）带有蒸发电源控制模块，通过软件完成蒸发电源的自动升温、降温，也可手动输入控制数据；

5）带有伺服控制模块，可完成旋转速度，旋转角度，定位角度的控制；

（三）双工位手套箱

1.箱体材料：304 不锈钢，厚度 3mm。内表面：不锈钢拉丝处理。外表面： 喷漆，白色。箱体名义尺寸：长度≥2440mm，宽度≥750mm，高度≥900mm。箱体背部预留对接镀膜机接口（尺寸以最终设计为准）

2.过渡舱：材料：304 不锈钢，表面：内表面为拉丝处理，外表面喷漆（白色）。大过渡舱尺寸：直径≥360mm,长度≥ 600mm。小过渡舱尺寸：直径≥150mm,长度≥300mm。

3.手套口：铝合金材质，自润滑性能好，易于维护，且密封性能好。

4.循环能力：集成风机流量≥90m3/h，加装变频控制。

5.气体净化柱：净化材料可再生，且再生过程自动控制、自动除水除氧功能，H2O﹤1ppm ，O2﹤1ppm。

6.气体纯度：水<1ppm，氧<1ppm（提供相应证明材料，复印件加盖供应商公章）。

▲7. 小时泄露率：9X10-6h-1 （提供包括但不限于由第三方质量监督检验机构出具的同等

产品符合以上参数的测试报告等相应证明材料，复印件加盖供应商公章）。

8.气体控制阀：不锈钢电磁集成阀座。

9.真空泵：规格：8 m3 /h，旋片泵，带油雾过滤器，气振控制。

▲10. 水分析仪：测量范围是0 ～500ppm ，不得采用GE 探头，水探头可以通过清洗再生程序恢复初始状态，可重复使用，避免了一次污染即报废的问题，提供相应证明材料，复印件加盖供应商公章。

▲11. 氧分析仪：测量范围：0 ～1000ppm ，采用ZrO2 传感器，不得采用燃料电池，采用

二氧化锆传感器，避免了燃料电池（电化学电池）寿命短，不能暴露在高氧中的问题，提供相应证明材料，复印件加盖供应商公章。

（四）台阶仪（允许采购进口产品）

1. 工艺指标

1）晶圆尺寸：支持100mm、150mm晶圆

2）垂直分辨率：1 Å（在6.5um量程下）

3）测试高度方向的重复性：≤4 Å（在1um标样上重复测试30次）

2.硬件指标

1）样品台：8英寸、手动旋转360°。

2）XY行程：100mm*100mm

3）单次扫描长度：50um-55mm

4）最大扫描数据点：120000个。

5）扫描速度：1um/s-1500um/s

6）探针压力：1mg-15mg可调。

7）垂直测量范围：1mm

8）校准：设备可通过校准治具自行完成校准。

9）像素：不低于10万像素真彩高清光学CCD摄像头，可放大倍率。

10）自动台阶检测软件：自动检测台阶，自动测量台阶高度和多重台阶数据综合对比。

11）应力测试软件：应力测试功能。

（五）等离子清洗机

1.手动控制

2.根据工艺要求不同，可设定腔体压力、功率、气体流量等参数

3.双路针阀气路，浮球气体流量计控制，手动进气，根据工艺要求可通O2、Ar、N2等非腐蚀气体。

4．反应舱为高硼硅玻璃，Ø211mm＊L300mm，容积为10.5L强度高，耐负压，铰链门带有观察窗。

5．360度环绕围绕式电极，腔体等离子更加均匀，样品与等离子充分接触 处理效果更好。

6．发生器40khz0-200w，功率0-100％无极可调．误差小于等于1W。

7．配有皮拉尼传感器，压力表显示范围0-9.99mba．实时显示腔体压力值

8．电极材质为铝／不锈钢

9．运行模式为手动

10．电源电压：单相AC230V 16A

11．配有真空油泵，排气速度8m3/h

（六）光纤耦合光电测试探针台

1. 探针台主体

1.1探针平台：

1）整机尺寸600*500*550mm；

2）样品台：XY方向行程25mm，旋转角度：360°，可连接电压源或接地，可快速抽出；

3）样品台采用中心吸附孔固定样品；开关控制是否吸附样品；真空泵流量：7L/min；

1.2三同轴高精度探针座，标配数量 3个：

1）磁力吸附底座，X-Y-Z方向行程12mm，线性移动，精度2微米；

2）三同轴探针夹具，漏电流：<100fA，电缆: 2m三同轴电缆，接头: 三同轴接头, Male, gold

（中心导体镀层），破坏电压：500V，适配器：6mm高刚性不锈钢管；

3）测试探针：针尖直径5um，10根；

2. 显微镜及光纤激光耦合光路

2.1超长工作距离物镜2、5、10、20、50倍各一个，工作距离均＞20mm；可变光阑，光斑直径连续可调，调节范围1~5mm；

2.2白色LED照明：同轴照明系统，功率1W，照明均匀，可调光；

2.3高清USB3.0显微相机：不低于1200万像素，曝光时间10ms~999ms，自动白平衡；提供显微相机操作软件；

2.4激发光源光纤耦合接口：

1）拉杆式激光切换器，内置反射镜；OD3衰减片切换器；

2）六孔手动衰减片转轮，含OD0.3-OD3共3片衰减片，可实现覆盖6个数量级的激光光强衰减调节；

3）4轴角度可调光路；

4）消色差（400-1100nm）光纤耦合器；

2.5显微三轴可调支架：z轴粗微调调节，调节范围25mm，精度2um；XY轴行程25mm；

2.6控制主机：不低于i5处理器，8G内存，1T硬盘，23.8英寸高清显示器，预装各类授权控制软件；

3. 多模光纤激光器

3.1波长405nm，520nm，638nm多模激光器，光纤输出能量≥50mW，功率可调；

3.2200um多模光纤，模拟调制带宽大于1kHz；

3.3手持式激光功率计，测试范围波长400-1100nm，最大测试量程40 mW

4. 激发测量模块

4.1高精度光电流测试系统：光电流采样率：10MS/s，垂直分辨率16bit，典型上升/下降沿500us（1nA），50us（100nA）；

4.2激光调制器：采样率125MHz，模拟及数字调制最高频率10MHz，带同步输出功能；

4.3测试源表

1）源测量单元1：电压输出范围：±30V，电流测量范围：±20mA ，电流测量分辨率1fA；

2）源测量单元2：电压输出/测量范围：±200V，电流输出/测量范围：±1A ，电流测量分辨率10fA；

4.4光电测试软件，自动进行光电流测试：I-V测试、I-t测试、I-V-光强测试。
